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Introducción. El fenol es un contaminante específico 
en aguas residuales procedente de las unidades de 
destilación, craqueo térmico, craqueo catalítico, 
hidrocraqueo, isomerización, refinado mediante 
disolventes, hidrotratamiento, etc. (1) La eliminación de 
este compuesto de las aguas residuales es de suma 
importancia, ya que altas concentraciones de este 
compuesto genera la destrucción de microorganismos 
y de ser ingerido causa envenenamiento, vomito, e 
irritación respiratoria.(2) El objetivo del presente 
estudio fue determinar la capacidad que tiene 
Chlorrella vulgaris para crecer en un agua residual en 
presencia de fenol.  
 
Metodología. Los experimentos se llevaron a cabo en 
5 frascos de borosilicato de 250 mL de capacidad total, 
con 150 mL de medio de cultivo C-30 y 50 mL de 
inoculo de Chlorella vulgaris en fase de crecimiento 
exponencial y concentraciones de fenol (5, 10, 20, 25, 
30 ppm). Los cultivos se incubaron a temperatura 
ambiente (28 ±2o), iluminación continua y agitación 
manual una vez al día. Se tomaron muestras los días 
3, 5, 7, 10, 12, 15 y 20, y se cuantifico densidad óptica 
y pH. Todos los experimentos se realizaron por 
triplicado 
 
Resultados. En la Tabla 1 se tiene el valor de pH de 
los cultivos de Chlorrella vulgaris. contaminados con    
diferentes concentraciones de fenol hasta los 12 días.  
 

Tabla 1. Comportamiento del pH durante la cinética de 
crecimiento de Chlorella vulgaris en presencia de fenol. 

 
 
 

 

Figura 1.- Crecimiento de Chlorella vulgaris en medio C-30 a 5, 

10, 20, 25 y 30 ppm de fenol 

Los cultivos de Chlorella crecieron en presencia de 
fenol alcanzando un crecimiento mayor a los 12 días  
excepto con 30 ppm que lo alcanzo a los 15 días con 
1.2 de densidad óptica. Evaluar el crecimiento de esta 
especie de microalga con fenol, permite establecer 
los parámetros para un tratamiento de aguas con 
mayor eficiencia, económicamente estable y además 
de brindar una nueva alternativa para este 
contaminante (3). 
 

Conclusiones. Chlorrella vulgaris. Es capaz de 
crecer en cultivos contaminados con fenol aún en 
concentraciones altas como 30 ppm   
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Frasco 3 días 5 días 7 días 10 días 12 días 

CFe5Ch 5.7 5.95 5.8 5.97 6 

CFe10Ch 5.78 5.8 5.9 6 5.93 

CFe20Ch 5.81 5.83 6 6.13 6.09 

CFe25Ch 5.8 5.75 6.19 6.21 6.11 

CFe30Ch 5.85 5.76 5.83 6.12 6.15 
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